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摘要(译)

阵列基板技术领域本发明涉及一种用于具有高对比度的半透半反液晶显
示装置的阵列基板。阵列基板包括在基板上的第一遮光图案，其由与栅
电极相同的材料制成。阵列基板还包括第二遮光图案，该第二遮光图案
由与相同工艺步骤中的有源层相同的材料制成。这些第一和第二遮光图
案设置在透射部分和反射部分之间的边界部分中，其中液晶分子未对准
并且光失真。第一和第二遮光图案防止在透射部分和反射部分之间的边
界区域中发生光泄漏，从而增加透反射LCD装置的对比度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4cefd40d-b052-4ab5-9ead-3f43c3835c4c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019715453/publication/US2003081159A1?q=US2003081159A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220030081159%22.PGNR.&OS=DN/20030081159&RS=DN/20030081159

